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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

AI, IoTの技術革新に伴って、各種センサーの研究開発が活発に行われており、なか
でも磁気センサーは、従来、ホール 素子、TMR、MIなどの方式が知られており、
実用化されている。このような背景で、我々はそれら従来の方式とは原理の 異なる
センサーの基本的な特性を確認したことから、その技術により従来用いられてこな
かった分野や用途を新たに開拓することを狙いとして研究開発を進めている。この
研究開発においては、主に薄膜の微細加工技術を用いて、センサー評価用のFeの成
膜を実施した。

実験
Experimental

ガラス基板の洗浄、電子ビーム描画装置によるガラス基板上にパターニング、蒸着
機を用いて成膜（材料：Fe、膜厚300nm、大きさ100nm～2.0um□）、リフトオ
フ、パターン形状の評価。

結果と考察
Results and Discussion

SEMにてパターン形状の評価の実施を行った。ガラス基板上にパターン形状ができ
ていることを図１のSEM像より確認している。結果、Feの微細パターニン
グ200nm□までは実施できたと判断した。100nm□についてはパターンを確認で
きなかった。□パターンのため、端に応力が集中し剥がれてたと考える。今後、こ
の作製したサンプルを用いて、センサー評価を行う予定である。
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